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ナノインプリント技術は初期コスト、スループット、微細

パタンへの適用性等、既存のリソグラフィ技術よりも優位な

点が多く、次世代のリソグラフィ技術として有望視されてい

る。 

１．概要（Summary） 

一方で、インプリントモールドの作製には半導体加工技

術が応用されてきた背景があり、垂直加工や面方位を利

用した加工技術についての知見は多いが、光学部品等、

特殊な形状が要求されるモールドの作製には、依然とし

て多くの技術開発が必要な状況である。 
そこで本課題では、標準的な矩形パタンを出発点とし

て、他の形状に変化させることを目的に実験を行った。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

アルゴンミリング装置 
触針式段差計 
大型試料対応走査プローブ顕微鏡（SPM1） 
 

【実験方法】 
 基板は 2 インチシリコン（厚さ 380μm）を用いた。この基

板に対して①基板洗浄、②レジストパタン形成（電子ビー

ム露光）、③シリコンエッチング、④アッシングを実施し、

300nm 幅、30nm 深さの矩形パタンを形成した。 
 このパタンに⑤アルゴンミリング加工 を行い、形状を変

化させた。評価には⑥SPM 観察を用い、加工量は⑦段

差測定によってモニタした。なお、①~④については、

NTT アドバンステクノロジにて実施した。 
 
 
 
 
 

アルゴンミリング装置による加工条件は以下の通りとし

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

・ビーム電圧： 500 V 

・ビーム電流： 10 mA 
・Ar ガス流量： 5 sccm 

・基板傾斜角度： 5° 
 
シリコンの加工量が 100nmに達するまでミリング加工を繰

り返し実施し、パタン形状を SPM により観察した。その結

果を Fig. 1 に示す。パタン開口部は 470nm 程度まで拡

大しレンズ形状となった。また、加工量に対し約 1.7 倍の

速度でパタン開口部幅が拡大したことが分かった。 
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Fig.1 Image of Scanning Probe Microscope  
Measurement. 

 


